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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年11月21日(2013.11.21)

【公開番号】特開2012-89673(P2012-89673A)
【公開日】平成24年5月10日(2012.5.10)
【年通号数】公開・登録公報2012-018
【出願番号】特願2010-234914(P2010-234914)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   1/68     (2012.01)
   Ｇ０３Ｆ   1/70     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１６Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５０２Ｚ
   Ｇ０３Ｆ   1/08    　　　Ａ
   Ｇ０３Ｆ   1/08    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月3日(2013.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レチクルのパターンの像を投影光学系によって基板上のレジストに投影して前記レジス
トを露光し、該露光されたレジストを現像することによって前記レジストに形成されるレ
ジストパターンをコンピュータを用いて算出する方法であって、
　前記レチクルのパターンおよび露光条件に基づいて、前記レジストに形成される光学像
の光強度分布を算出する第１工程と、
　前記第１工程で算出された光強度分布を第１の拡散長で畳み込み積分する第２工程と、
　前記第１工程で算出された光強度分布又は前記第２工程で畳み込み積分された光強度分
布から前記レジストの面内における各点について該点を含む所定の大きさの領域における
光強度を代表する代表光強度を算出する第３工程と、
　前記代表光強度の分布をＪとし、ａｋ及びαをそれぞれ定数とし、ｎを自然数とすると
き、式

で表される第１の関数を含む補正関数を、前記第２工程で畳み込み積分された光強度分布
に加算することによって、前記第２工程で畳み込み積分された光強度分布を補正する第４
工程と、　前記第４工程で補正された光強度分布と予め設定されたスライスレベルとに基
づいて前記レジストパターンを算出する第５工程と、
を含む、ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記領域は、前記各点を中心とし、半径が１７ｎｍ以上１μｍ以下の円又は一辺が３４
ｎｍ以上２μｍ以下の正方形の領域であり、
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　前記代表光強度は、前記領域における光強度の最小値、最大値又は平均値である、こと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１工程で算出された光強度分布を前記第１の拡散長よりも大きい第２の拡散長で
畳み込み積分する第６工程をさらに含み、
　前記第６工程で畳み込み積分された光強度分布をＫとし、ｂｌ及びβをそれぞれ定数と
し、ｍを自然数とするとき、前記補正関数は、前記第１の関数に加えて、式

で表される第２の関数を含む、ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の拡散長は、５０ｎｍ以下であり、前記第２の拡散長は、５０ｎｍ以上２００
μｍ以下である、ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記定数ａｋ、ｂｌ、α及びβは、前記補正関数で補正された光強度分布の前記レチク
ルのパターンに対する敏感度及び露光量に対する敏感度を含む評価関数の値が許容範囲内
となるように設定されている、ことを特徴とする請求項３又は請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記定数ａｋ、ｂｌ、α及びβは、前記補正関数で補正された光強度分布から算出され
たレジストパターンの線幅と露光処理によって得られたレジストパターンの線幅との差分
の二乗平均平方根で表される評価関数の値が許容範囲内となるように設定されている、こ
とを特徴とする請求項３又は請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　レチクルのパターン及び投影光学系を介して基板上のレジストを露光し、該露光された
レジストを現像することによって前記レジストに形成されるレジストパターンを算出する
方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記方法は、
　前記レチクルのパターンおよび露光条件に基づいて、前記レジストに形成される光学像
の光強度分布を算出する第１工程と、
　前記第１工程で算出された光強度分布を第１の拡散長で畳み込み積分する第２工程と、
　前記第１工程で算出された光強度分布又は前記第２工程で畳み込み積分された光強度分
布から前記レジストの面内における各点について該点を含む所定の大きさの領域における
光強度を代表する代表光強度を算出する第３工程と、
　前記代表光強度の分布をＪとし、ａｋ及びαをそれぞれ定数とし、ｎを自然数とすると
き、式

で表される第１の関数を含む補正関数を、前記第２工程で畳み込み積分された光強度分布
に加算することによって、前記第２工程で畳み込み積分された光強度分布を補正する第４
工程と、
　前記第４工程で補正された光強度分布と予め設定されたスライスレベルとに基づいて前
記レジストパターンを算出する第５工程と、
を含む、ことを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１０】
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